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Abstract (en)
[origin: US5041198A] In order to perform the electrochemical roughening of the surface of preferably strip-like metal substrate for the production of
printing plates or the like so that the surface is free of smuts and stripes with an even distribution of the roughness, there is a roughening station with
three zones and in each zone the current density, the frequency, the temperature of the electrolyte, the type of electrolyte and the residence time
may be individually set. Accordingly in the first zone it is possible to use a higher frequency and a higher current density than in the second zone in
order to produce a large number of points of attack. In the second zone a longer residence time serves to enlarge the points of attack which have
already been formed. In the third zone a particularly high frequency may be used to remove smuts.

Abstract (de)
Um bei der elektrochemischen Aufrauhung der Oberfläche von vorzugsweise bandförmigem Trägermetall zur Herstellung von Druckplatten oder
dergleichen eine streifenund smutfreie Oberfläche mit gleichmäßig verteilter, guter Rauhigkeit zu erzielen, findet eine Aufrauhstation (1) mit drei
Zonen (I, II, III) Verwendung, wobei in jeder Zone die Stromdichte, die Frequenz, die Elektrolyttemperatur, die Elektrolytart und die Verweilzeit
individuell bestimmt werden können. Dementsprechend können in der Zone I zur Erzielung vieler Angriffspunkte eine höhere Frequenz und
Stromdichte vorgesehen sein als in der Zone II, in der nur noch eine lange Verweilzeit zur Vergrößerung der bereits gebildeten Angriffspunkte
benötigt wird. In der Zone III kann zur Smutbeseitigung eine besonders hohe Stromfrequenz zur Anwendung kommen.
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